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研究情報の名称 高密度フォトン発生基盤技術の研究 
概要：本研究は、高出力半導体
レーザー（ＬＤ）、超高速光計測
等の我が国の先進的光技術を
統合し、高パルス強度で、生産
プロセスに必要な高い一括処理
能力と高スループット能力を合
わせ持つ高密度フォトン発生の
ための基盤技術を開発すること
である。 
 これらの新技術の確立により、
材料（物質）の生成・分解・改変・
制御を産業的に可能とする高密
度フォトン利用の道を開き、材
料・ナノテクノロジーをはじめ環
境、ライフサイエンス、情報通
信、エネルギーなどのあらゆる
分野での新規産業の創出、基
礎・応用研究の進展に寄与して
いくことをめざす。 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 浜松ホトニクス株式会社、NEDO 
関連する特許 1件  
関連する論文 1編 T.KAWASHIMA etal Jpn.J.Appl.Phys,40, 11(2001) p6415-6425 
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